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Abstract (en)
In guiding and centring an electron beam (3) by means of a magnetic field, arranged orthogonally with respect to the axis of the electron beam,
in a vacuum coating apparatus (1), the signals which are decisive for the configuration and control of the magnetic field and its axis of rotation,
respectively, are supplied by detecting the focal spot of the electron beam on the surface of the evaporator source (4) by means of a video system or
by means of a video camera (42) and a corresponding image analyser (43). <IMAGE>

Abstract (de)
Beim Fuhren und Zentrieren eines Elektronenstrahles (3) mittels einem zur Achse des Elektronenstrahles orthogonal angeordneten Magnetfeldes
in einer Vakuumbeschichtungsanlage (1) werden die Signale, welche fir die Ausgestaltung und Steuerung des Magnetfeldes, resp. dessen
Rotationsachse massgebend sind, durch Detektieren des Brennfleckes des Elektronenstrahles auf der Oberflache der Verdampferquelle (4) mittels
eines Videosystems resp. mittels einer Videokamera (42) und einem entsprechenden Bildauswerter (43) geliefert. <IMAGE>
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